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水分遮断に対する効果はポリー α ーメチルスチレンの方が大きく，いっぽうアニリンやN- メチルピロリドンなどの塩
基性有機物に対する遮断効果はポリアクリル酸の方が大きいことを明らかにしている。









(1)放射光を用いた X線リソグラフィにおいて，良好な特性の得られる 2種類の X線リソグラフィ用化学増幅ポジ型
レジストの開発に成功している。
(2) 化学増幅レジスト中の酸の拡散を拡散係数を見積もることから評価し，高温でプリベイクを行い，露光後の熱処理
温度を低くすることが拡散を抑制するのに有効であることを明らかにしている。
(3) 酸の拡散とレジスト特性との聞には，パタンフ。ロファイルを犠牲にしない範囲で感度を最大にする拡散距離が存在
することを明らかにしている。そして，感度と解像度の関係を露光後の熱処理条件をパラメータにして定式化してい
る。
(4) レジストを露光後放置すると，空気中に含まれる水分が吸収されることによって，酸触媒反応速度を低下させるこ
とを明らかにし，レジストの安定性を保持するためには，水の吸収を防止する手段を講じることが必要であると結論
している。
(5) レジストの安定性を向上させる方策として，塩基性有機物をレジストに添加すること，およびオーバーコートを適
用することが有効であることを明らかにしている。
(6) 電子線リソグラフィで問題となっている，パタン形状や段差基板上における寸法差を取り除く手段として，限られ
た範囲の吸光係数を有する光を，全面照射することが有効であることを明らかにしている。
以上のように，本論文は化学増幅レジストの化学現象に関して多くの知見を得ており，工業物理化学および有機材料
化学に寄与するところが大きい。
よって本論文は博士論文として，価値あるものと認める。
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